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O consumo de energia aumenta exponencialmente no planeta Terra e seu uso racional otimizado é cada
vez mais necessario. Assim, perdas energéticas se tornam evidentes em sistemas mecanicos, causadas
pelo fendbmeno de atrito. Nesse contexto, os revestimentos de carbono amorfo tipo diamante, conhecidos
como DLC, vém ganhando espaco entre novas tecnologias, em fungao de seu baixo coeficiente de atrito,
elevada dureza e resisténcia ao desgaste. Entretanto, a nula ou fraca adesdo do filme de DLC em ligas
ferrosas leva a delaminacdo. O uso de intercamadas ou dopagem minimiza os efeitos que viabilizam os
mecanismos de delaminagao, tais como elevada tensao residual, diferencas entre coeficientes de
expansao térmica e falta de afinidade quimica dos elementos. Além disso, altas temperaturas de
deposicdo podem reduzir a aplicacdo industrial do DLC. O etching de hidrogénio atua de forma a melhorar
a eficiéncia do processo em baixas temperaturas. Em funcdo disso, este trabalho tem como objetivo
verificar a influéncia do etching de hidrogénio na adesdao do DLC em aco AISI O1 temperado e revenido,
utilizando intercamada de silicio e dopagem Si-DLC, afim de encontrar a melhor configuracao para
aplicacbes funcionais. As amostras foram tratadas no equipamento de PECVD com corrente continua e
confinamento eletrostatico. GDOES, perfilometria e nanodureza foram as técnicas usadas para
caracterizacao. A analise de GDOES evidenciou uma dependéncia da composicdo quimica elementar com
o etching de hidrogénio. Oxigénio, silicio e carbono sao removidos da intercamada e regides dopadas pelo
hidrogénio. A perfilometria indicou aumento da rugosidade da superficie com o uso de hidrogénio. A
adicao de camadas e etapas no processo de deposicao, bem como a presenca de irregularidades e
defeitos no filme, acarretam em valores maiores de rugosidade. O ensaio de nanodureza revelou
diminuicdo da dureza para as amostras contendo maior quantidade de silicio. A maior dureza encontrada
foi para a amostra sem a etapa de dopagem. Através da utilizacdo do etching de hidrogénio, foi possivel
perceber sua importancia na deposicdo de DLC, uma vez que permite a adesdo dos filmes depositados a
baixas temperaturas (120 2C).
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